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(57) Abstract: The invention relates to the optimization of a known method for the production of a composite body from a basic
body of opaque quartz glass and a tight sealing layer, in such a way that the basic body can be provided with the tight sealing
layer without changes and deformations worth mentioning in the opaque material. According to the invention, a method is proposed
which comprises the following steps: (a) the preparation of the basic body using a first slicker which contains larger amorphous silica
particles, (b) the preparation of a second slicker which contains smaller amorphous silica particles and the composition of which
o differs from that of the first slicker at least in that it contains in the range of 0.2% by weight to 15% by weight of silica nanoparticles
and is characterized by a relatively low glazing temperature, (d) the production of a slicker layer from the second slicker on a surface
of the basic body, drying of the slicker layer, and (e) subsequently glazing the slicker layer during formation of the tight sealing layer.
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(57) Zusammenfassung: Um ein bekanntes Verfahren zur Herstellung eines Verbundkorpers aus einem Basiskorper aus opakem
Quarzglas und einer dichten Versiegelungsschicht dahingehend zu optimieren, dass der Basiskrper mit der dichten Versiegelungs-
schicht versehen werden kann, ohne dass es zu nennenswerten Verdnderungen und Verformungen des opaken Materials kommt,
wird erfindungsgemif ein Verfahren vorgeschlagen, das folgende Verfahrensschritte umfasst: (a) Herstellen des Basiskorpers unter
Einsatz eines ersten Schlickers, der groBere amorphe SiO2-Teilchen enthélt, (b) Bereitstellen eines zweiten Schlickers, der kleinere
amorphe SiO2 Teilchen enthilt und dessen Zusammensetzung sich von derjenigen des ersten Schlickers mindestens darin unter-
scheidet, dass er Si02-Nanoteilchen im Bereich zwischen 0,2 Gew.-% bis 15 Gew.-% enthilt und der durch eine relativ niedrige
Verglasungstemperatur charakterisiert ist (¢) Erzeugen einer Schlickerschicht aus dem zweiten Schlicker auf einer Oberfldche des
Basiskorpers, Trocknen der Schlickerschicht und (d) anschliessendes Verglasen der Schlickerschicht unter Bildung der dichten Ver-

siegelungsschicht.



